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(54) Procede de fabrication et de recharge de cibles pour pulverisation cathodique 



(57) L'invention conceme un proc^d^ de fabrication 
et de recharge de cibles destinies k la pulverisation ca- 
thodique, constitute d'un ou de plusieurs mattriaux 
conducteurs d'dlectricitt. 

Uinvention est caracttriste en ce que, tout en re- 
froidissant un support de cible, 

a) on provoque, simultan6ment, la fomnation d'un 
arc 6lectrique entre deux fils (1 5,15') Electrodes du 
ou des mattriaux constitutifs de la cible (1 ) et la fu- 
sion rdsultante de t'extrEmitt de ces Electrodes et, 

b) sous I'effet d'un courant gazeux propulseur (12), 
on pulverise, sur le support (2), le ou les matEriaux 
en fusion formant une couche de dEpdt constitutif 
de la cible (1). 

En outre, I'lnvention concerne des cibles caractdri- 
sees en ce qu'elles comportent unifornnEment rEpartis 
dans leur ensemble, un taux de porosit6 inf6rieur ou 
Egal k 5 % et des grains de taille homogEne infErieure 
k 90 \vm. 
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Description 

[0001] La pr^sente invention se rapporte d*une ma- 
niere g6n6rale, ^ un proc6d6 de fabrication et de rechar- 
ge de cibles destinees k ia pulverisation cathodique. ^ 
[0002] Plus prdcis^ment. {'invention se rapporte d un 
proc^d^ de fabrication et de recharge de cibles, desti- 
nies k la pulverisation cathodique, constitutes d'un ou 
de plusieurs mat6riaux conducteurs d'6lectricit6. 
[0003] En outre, I'lnvention concerne 6galement un 
dispositif pour la nnise en oeuvre de ce procdde. 
[0004] Pour obtenir des dipdts de quallte sur des 
substrats par mise en oeuvre d'un proced6 par pulveri- 
sation cathodique nnagnetron, la quality des cibles joue 
un role primordial. 

[0005] Ces cibles doivent dtre constitutes de grains 
trds fins et presenter une structure mttallographique 
tdealement homog&ne, af in d'tviter des probltmes d'arc 
et d'obtenir un dtpdt d'tpaisseur constante duraht le 
precede. 

[0006] Par « grain », on entend generalement la plus 
petite partie constitutive d'un metal polycristallin posse- 
dant un reseau cristallin continu. 

[0007] Actuellement, les cibles destinies ^ la pulve- 
risation cathodique sont realisees ^ partir d'une matiere 
coulee ou laminee traitee thermiquement ou encore par 
compression de poudre nietallique. 
[0008] Une fois la cible fabriquee, il est souvent ne- 
cessaire de la coller sur un support de refroldissement 
af in d'eviter des probiemes d'6chauffement ou de lique- 
faction locale lors de la pulverisation cathodique magne- 
tron. Le collage de la cible sur le support de refroldisse- 
ment, habituellement en cuivre, est generalement rea- 
lise par brasage. Cette operation est delicate et difficile 
car il est important d'avoir un bon contact entre la cible 
et le support pour obtenir un refroidissement unifomne 
et optimal. En fait, il existe toujours un danger de surface 
non brasee qui ferait obstacle ^ I'evacuation de la cha- 
leur et provoquerait echauffement et decollement. 
[0009] Des qu'elles sont usees, les cibles sont decol- 
lees du support et mitrailiees. Le support peut toutefois 
etre reutilise pour le collage d'une nouvetle cible aprts 
remise en etat. 

[0010] L'ensemble de ces operations, certaines d'en- 
tre elles etant difficiles a mettre en oeuvre, rendent ces 
precedes de fabrication de cibles de pulverisation rela- 
tivement onereux. 

[001 1 ] Les cibles obtenues par ces precedes, si elles 
sont de tris faible porosite, sont constitutes cependant 
de grains de taille relativement importante mis en evi- 
dence notamment dans le cas particulier de certains 
metaux tels que I'argent ou le zinc. En consequence, 
des cibles de ce type ne permettront pas de fournir un 
dep6t filmogene reellement homogene et uniforme lors 
de leur mise en oeuvre dans un precede de pulverisa- 
tion cathodique. 

[001 2] D'autres methodes de fabrication de cibles de 
pulverisation ont ete proposees et sont actuellement uti- 



lisees de manitre courante, k savoir des precedes dits 
flamme plasma (« plasma spraying ») et fil flamme im- 
pliquant la pulverisation sur un support de matitre en 
fusion et atomisee. 

[001 3] De tels precedes ne sont toutefois pas dtnues 
d'inconvenients. A titre d'exemple, les cibles obtenues 
par le precede flamme plasma presentent generale- 
ment un taux de porosite relativement important et une 
structure metallographique peu homogine susceptible 
de provoquer des probltmes d'arc. En outre, cette me- 
thode ne pemnet pas une force d'adh6rence importante 
de la matiere pulverisee au support ni une Vitesse eie- 
vee de projection sur celui-ci. 

[001 4] D'autre part, le proc6de fil flamme ne peut etre 
applique & la fabrication ni & la recharge de cibles direc- 
tement sur support cylindrique. 

[0015] La presente invention a pour but de proposer 
un precede de fabrication et de recharge de cible des- 
tinee k ta pulverisation du type indique precedemment, 
qui ne presente pas les inconvenients de i'etat de la 
technique et permette la realisation de cette cible direc- 
tement sur le support en tvitant toute operation de col- 
lage ou brasage, la cible obtenue presentant notam- 
ment une structure metallographique particulierement 
adaptee k la pulverisation cathodique magnetron. 
[0016] Pour atteindre ce but, le proctde selon inven- 
tion est caracterise en ce que, simultanement : 

a) on provoque la formation d'un arc eiectrtque en- 
tre deux fils electrodes du ou des materiaux cons- 
titutifs de la cible et la fusion resultante de I'extre- 
mite de ces electrodes et, 

b) sous Teffet d'un courant gazeux propulseur sous 
pression, on pulverise, sur un support de cible, le 
ou les materiaux en fusion formant une couche de 
depot constitutif de la cible. 

[0017] Un autre objet de I'lnvention concerne des ci- 
bles destinees k la pulverisation cathodique obtenues 
selon le precede de invention. 

[0018] Le precede ainsi decrit peut §tre mis en oeuvre 
avec ou sans refroidissement du support sur lequel le 
ou les materiaux en fusion sont pulverises. 
[0019] Selon notamment la nature de ces materiaux 
de depart et en fonction de differents paramttres utilises 
tels qu'intensite du courant eiectrique, epaisseur de la 
couche de materiaux pulverises sur le support ou enco- 
re type de surface de ce support, un tel refroidissement 
peut s'averer preferable et dans certains cas, indispen- 
sable. 

[0020] Toutefois, le refroidissement du support se re- 
vile davantage necessaire pour la fabrication d'une ci- 
ble de configuration plane que pour la fabrication d'une 
cible de configuration cylindrique. 
[0021 ] Les electrodes utilisees pour ia mise en oeuvre 
du precede selon I'invention, se presentent generale- 
ment sous la forme de fils malieables constrtues d'un ou 
de plusieurs materiaux conducteurs d*eiectricite, habl- 
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tuellement des m^taux tels que par exemple zinc, Stain, 
aluminium, titane, argent, nickel, chrome, cobalt, in- 
dium. 

[0022] Si ta cible doit §tre formSe de plusieurs matS- 
riaux conducteurs d'SlectricitS, les Electrodes seront 
prSfSrentiellement formSes chacune des deux mStaux 
dans les proportions envisagSes pour la constitution de 
la cible par exemple des Electrodes en un alliage Etain/ 
indium, zinc/indium, zinc/Etain, zinc/aluminium, nickel/ 
chrome, cobalt/chrome. 

[0023] Altemativement, ces Electrodes peuvent §tre 
chacune en un mEtal different. Toutefois, cette possibi- 
lity sera davantage rEservEe k la fabrication de cibles 
dont les proportions des mEtaux les constituant. par 
exemple un alliage zinc/Etain 90/10 en poids, ne per- 
mettent pas I'Elaboration d'Electrodes suffisamment 
mallEabies pour la mise en oeuvre du procEdE de Tin- 
vention. 

[0024] Le dtamEtre de ces f ils Electrodes est habituel- 
lement choisi en fonction de la tailie de la cible k fabri- 
quer. De mEme, il sera adaptE k la puissance Electrique 
rEsultant du courant Electrique continu k fournir k ces 
Electrodes. Par ailleurs, ce diamEtre sera sElectlonnE 
selon le diamEtre du grain de cible k obtenir sachant 
que plus le diamEtre des fils Electrodes sera petit et plus 
fine sera la structure de la cible obtenue. 
[0025] Oe manlEre prEfErentielle mais non limitative, 
le diamEtre des fils Electrodes ne sera pas supErieur k 
2,5 mm. 

[0026] D'autre part, la puissance Electrique nEcessai- 
re k la formation de Tare Electrique et k la fusion rEsul- 
tante des Electrodes, dEpend notamment de leur Ecar- 
tement, gEnEralement de 2 ^ 5 mm et de leur nature 
Etant entendu que plus le point de fusion de ces fils est 
bas et plus la puissance requise pour leur fusion est fai- 
ble. 

[0027] A titre d'exemple, la puissance Electrique k uti- 
liser sera de I'ordre de 25 KW pour Targent et de 5 KW 
pour I'Etain. 

[0028] Le support, destinE k recevoir la cible, est 
constituE d*une plaque en matEriau conducteur d'Elec- 
tricitE habituellement le cuivre ou t'acier inoxydable, cet- 
te plaque Etant conf IgurEe de maniEre k pouvoir Etre uti- 
llsEe dans un procEdE de pulvErisation cathodique ma- 
gnEtron. En outre, la plaque de support en question, gE- 
nEralement de fomne plane peut, selon les nEcessitEs, 
adopter d'autres formes plus gEnEralement la forme cy- 
lindrique. 

[0029] Par ailleurs, la couche de dEpdt constitutif de 
la cible sera fixEe au support par sa face supErieure 
prEalablement amEnagEe de maniEre appropriEe. GE- 
nEralement, cette cible sera maintenue sur le support 
par un effet d'ancrage, c'est-ft-dire par adhErence mE- 
canique du ou des matEriaux atomisEs dEposEs par pul- 
vErisation surcelui-ci. De maniEre k accroTtre cette ad- 
hErence. le support prEsente habituellement unecertai- 
ne rugositE obtenue par des techniques connues de 
grenage telle que sablage. 



[0030] Toutefois si une diffusion est nEcessaire entre 
le support et la couche de dEp6t, celie-ci sera provoquEe 
par une couche de diffusion f ixEe au support telle qu'une 
couche de zinc/indium ou de nickel/aluminium et par un 
5 traitement thermique appropriE de sorte que le maintien 
au support sera obtenu par adhErence k la fois mEca- 
nique et chimique. 

[0031] Quant au gaz propuiseur, il s'agit gEnErale- 
ment d'un gaz neutre tel que par exemple ThElium ou 

10 I'argon ou prEfErentiellement I'azote. 

[0032] Toutefois, et selon les nEcessitEs, ce gaz neu- 
tre peut contenir une fraction en volume d'un gaz rEactif . 
[0033] A titre d'exemple, lorsque la cible doit contenir 
une certaine proportion en poids d'un oxyde du ou d'un 

15 mEtal constitutif de celle-ct, le gaz neutre propuiseur 
contiendra une fraction adEquate d'un volume d'oxygE- 
ne, habituellement jusqu'^ 10 % en volume. 
[0034] La cible fabriquEe selon le procEdE de I'inven- 
tion rEsulte en fait d*un dEpot provoquE par un balayage 

20 du jet de pulvErisation sur le support de maniEre Equi- 
distante de celui-ci et k une vitesse relative de I'ordre 
du mEtre/seconde par rapport k celui-ci. 
[0035] L'accumulation de chaleur Etant toutefois Im- 
portante lors de la fomnation de ce dEp6t de pulvErisa- 

25 tion, le refroidissement du support de cible peut, dans 
certains cas, s'avErer indispensable pour Eviter sa dE- 
formation. Ce refroidissement s'opEre habituellement 
par circulation d'un fluide qui peut etre gazeux ou prE- 
fErentiellement liquide tel que par exemple un liquide rE- 

30 frigErant ou plus gEnEralement par circulation d'eau. 
[0036] Toutefois, plus TEpaisseur du dEpdt s'accroTt et 
plus le refroidissement au niveau de la surface de celui- 
ci s'avEre difficile jusqu'^ devenir inefficace. A ce stade, 
la pulvErisation sur le support doit Etre momentanEment 

35 suspendue pour permettre une uniformisation de la cha- 
leur au sein du dEpdt k partir de sa surface. 
[0037] Le procEdE de ^invention, qui peut Etre mis en 
oeuvre dans une enceinte maintenue sous atmosphEre 
normale (air) ou de composition contrElEe, permet d'ob- 

40 tenir jusqu'E 25 kg de dEp6t par heure provenant des 
Electrodes ainsi que la formation de cibles d'Epaisseur 
pouvant atteindre jusqu'E 30 mm d'Epaisseur lors d'une 
seule opEration de mise en oeuvre, c'est-E-dire avant 
d'envisager la nEcessitE d'arrEter la pulvErisation pour 

45 permettre un refroidissement adEquat. 

[0038] Selon les besoins, des cibles d'Epaisseur su- 
pErieure k 30 mm peuvent Etre rEalisEes par mise en 
oeuvre du procEdE de Tinvention toutefois en plusieurs 
opErations, un dEpot d'une Epaisseur de 30 mm Etant 

50 gEnEralement considErE comme maximal en une seule 
opEration. 

[0039] L'invention propose Egalement un dispositif 
pour la mise en oeuvre du procEdE ci-dessus, dispositif 
comprenant : 

55 

a) une tEte d*un pistolet de pulvErisation par arc 
Electrique comportant un boTtier dans lequel est 
amEnagEe une chambre de pulvErisation ouverte 
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extSrieurement ^ sa base et dans laquelle d^bou- 
che d'une part deux fils Electrodes constituEs d'un 
ou de plusieurs mat^riaux conducteurs d'ElectricitE 
et dont les extr6mit6s convergentes sont suffisam- 
ment rapproch6es pour pouvoir provoquer la forma- 
tion d'un arc Electrique, et d'autre part une cavit6 
d'amen^e d'un courant gazeux sous pression, et in- 
d6pendamment, 

b) un support de cible comprenant une face sup6- 
rieure et une face inf^rieure, la face supErieure 
Etant configur6e pour recevoir et nnalntenir par ad- 
herence une couche de dSpot constitutif de la cible. 

[0040] L'adh6rence, n^cessaire au maintien de la 
couche de d6p6t sur le support peut etre d'origlne m6- 
canique, auquel cas le support prSsente habituellement 
une certaine rugosity ou d'origine k la fols mteanique 
et chimique, auquel cas, une couche de diffusion est 
fix6e au support et un traitement thermique approprid 
est appltquE. 

[0041 ] D'autre part, ce support peut etre congu de tel- 
le mani^re que sa face infdrieure puisse §tre. le cas 
Ech^ant, en contact avec un fluide de refroidissement. 
[0042] Le proc^dE et le dispositif pour sa mise en 
oeuvre ainsi d^crits presentent de nonnbreux avantages 
par rapport k I'^tat de la technique. 
[0043] Ainsi, ce proc6d6 permet une force d'accro- 
chage de la cible au support superieure k la force obte- 
nue avec des proc6d6s de I'art ant6rieur, par exemple 
une force d'accrochage de 2 ^ 5 fois supErieures au pro- 
cdd6 fil flamme. D'autre part, le proc6d6 de Tinvention 
est d'un coOt 6nerg6tique faible tandls qu'il peut §tre mis 
en oeuvre k partir de tout fil disponible, conducteur 
d'electricit6. 

[0044] Les diffdrents parametres inh^rents au proc6- 
d6 de I'invention tets quMntensitd du courant Electrique, 
Vitesse de propagation du gaz propulseur, diamdtre des 
fils Electrodes, matEriaux k dEposer sont fixEs avant la 
mise en oeuvre de ce procEdE et ne sont pas modifies 
au cours de celui-ci. 

[0045] II en rEsulte, par consequent, k la fols une ex- 
cellente homog6n6tte de la taille des grains de cible et 
une unifomnite irks importante de la repartition de ces 
grains dans de grands volumes de couche de dEpdt au 
contraire d'un proc6d6 de fabrication par coul6e ou Tuni- 
formite en question est beaucoup plus difficile k obtenir 
en raison de gradients de temperature. 
[0046] Par consequent, il est possible, au moyen du 
precede de invention, de fabriquer et de recharger des 
cibles de pulverisation cathodique qui presentent, outre 
un taux de porosite Xrks reduit, des grains de taille ex- 
tremement faible procurant une structure metallographi- 
que particulierement homogene et unifomne. Habituel- 
lement, des taux de porosite inferieur ou egal k5% et 
des grains de taille inferieure k 90 p.m peuvent §tre ob- 
tenus, et de maniere particulierement avantageuse des 
taux de porosite compris entre 2 et 5 % et des grains de 
taille comprise entre 10 et 90 ^m. 



[0047] En consequence, I'invention se rapporte ega- 
lement k des cibles constituees d'un ou de plusieurs ma- 
teriaux conducteurs d'eiectricite et destinees k la pulve- 
risation cathodique, caracterisees en ce qu'elles com- 

5 portent, uniformement repartis dans leur ensemble, un 
taux de porosite inferieur ou egal k 5 % et des grains de 
taille homogene inferieure k 90 fxm en particulier un taux 
de porosite compris entre 2 et 5 % et des grains de taille 
homogene comprise entre 10 et 90 p.m. 

10 [0048] A titre d'exemples non limitatifs, des cibles se- 
lon I'invention peuvent etre constituees d'un ou de plu- 
sieurs materiaux conducteurs d'eiectricite, choisis par- 
mi le zinc, retain, Taluminlum, le titane, I'argent, le nic- 
kel, le chrome, le cobalt et I'indium. En particulier des 

15 cibles selon I'invention peuvent etre constituees d'6tain 
ou d'alliages d'etain tel qu'etain/indium ; de zinc ou d'al- 
tiages de zinc tels que zinc/aluminium ou zinc/etain ou 
encore de chrome ou d'alliages de chrome tels que 
chrome/nickel ou chrome/cobalt, 

20 [0049] Un autre objet de I'invention concerne egale- 
ment un ensemble destine k la pulverisation cathodi- 
que, caracterise en ce qu'il comprend une cible selon 
I'invention, telle que definie precedemment. fixee et 
maintenue sur un support de cible par adherence me- 

25 canique ou par adherence mecanique et chimique. 
[0050] En outre, un autre objet de I'invention concer- 
ne I'utilisation de cibies selon I'invention, telles que de- 
finies precedemment, pour la formation d'un depdt fil- 
mogene sur un substrat par mise en oeuvre d'un proce- 

30 de de pulverisation cathodique. 

[0051] De mdme, I'invention se rapporte k un depot 
filmogene sur un substrat, caracterise en ce qu'il est ob- 
tenu par mise en oeuvre d'un precede de pulverisation 
cathodique au depart d'une cible selon i'invention, telle 

35 que definie precedemment. 

[0052] L'invention sera mieux comprise et d'autres 
buts, caracteristiques et avantages de celle-ci apparai- 
front plus clairement au cours de la description explica- 
tive qui va suivre faite en reference aux dessins sche- 

40 matiques annexes donnes uniquement k titre d'exemple 
illustrant des modes de realisation de I'invention et dans 
lesquels : 

la figure 1 est une vue schematique en coupe d'un 
45 dispositif pour la fabrication et la recharge de cibles 
de pulverisation selon i'invention. 
la figure 2 est une representation de la structure me- 
tallographique d*une cible plane de Zn/Sn (50/50) 
obtenue selon I'invention, 
50 . la figure 3 est une representation d'un examen mi- 
crosonde de la structure de la cible de la figure 2. 

[0053] Sur cette figure 1 , on a represente en 1 , une 
cible de pulverisation fixee sur une plaque 2 formant 
55 support maintenue sur un ref roidisseur 3 au moyen d'un 
clamp 4. 

[0054] Une cuvette 5 creusee k partir de la partie su- 
perieure du ref roidisseur 3 sert k contenir un liquide ha- 
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bitueliement I'eau. destine au refroidissement de ladite 
plaque 2. 

[0055] La figure 1 montre §galement la t6te d'un pis- 
tolet de pulverisation par arc 6lectnque, g6n6ralement 
circulaire, forrn^ d'un boTtier ext^rieur 6 perc6, k partir 
de sa partie sup^rieure, de deux cavit^s contenant les 
tubes creux 7 et 7' en un mat^riau conducteur d'^lectri- 
c\X§ tel que le bronze dans lesquels coullssent les fits 8 
et 8' formant Electrodes, en contact avec les tubes 7 et 
7' respectlvement. 

[0056] Ces tubes 7 et 7' ainsi que les Electrodes 8 et 
8' d^bouchent dans une channbre 9, par sa partie supE* 
rieure femi6e, am6nag6e dans le boTtier 6. 
[0057] D'autre part, la partie inf6rieure 1 0 du boTtier 6 
est configur^e de mani^re k donner h la partie inf^rieure 
de la chambre 9 une fomne tronconlque ouverte ext6- 
rleurement k sa base. 

[0058] Cette chambre 9 contient Egalement les gui- 
des directionnels 11 et 11' des Electrodes 8 et 8'. En 
outre, une troisieme cavitE 12 d'amenEe de gaz sous 
pression, creusee axialement dans le boTtier 6, ddbou- 
che Egaiement dans la chambre 9. ^ sa partie supErieu- 
re. 

[0059] On voit Egalement sur la figure 1 que le nez 
13, solidaire du boTtier 6 et de forme habituellement an- 
nulaire est pourvu d'un rdgulateurde projection 14. 
[0080] ConformEment k Tinvention, un dErouleur des 
fils 8 et 8', non reprEsentE, alimente les tubes 7 et 7' 
respectivement et amEne ces fils k coulisser k I'intErieur 
de ces tubes en direction de la chambre 9 tandis que 
les guides 11 et 11' maintierinent la convergence Tune 
vers I'autre des extrEmitEs 1 5 et 15' de ces fils et assure 
un rEglage appropriE de leur Ecartement. 
[0061] Les tubes 7 et 7' sous tension 6lectrique, as- 
surent la mise sous tension Electrique continue respec- 
tivement des fils 8 et 8' en contact permanent avec ceux- 
ci avec, comme rEsuttante, la formation d'un arc Electh- 
que entre les extrEmitEs mEtalliques 1 5 et 1 5' et la fusion 
de celles-ci dans la zone de temperature Elevde crEe 
par Tare. 

[0062] Simultan6ment, un courant gazeux sous pres- 
sion, par exempie un courant d'azote. est propulsE dans 
le conduit 12 jusqu'^ pEnEtrer dans la chambre 9 ou il 
provoque I'atomisation du m6tal en fusion et la pulveri- 
sation des particules mEtalliques sur la face supErieure 
16 de la plaque support 2, tandis que le refroidissement 
de cette plaque est assure, via sa face inf6rieure 17 par 
un courant d'eau circulant dans la cuvette 5 du refrol- 
disseur 3. 

[0063] Le depot devant etre r6parti de manifere unifor- 
me sur la plaque support 2 pour constituer une cible 
d'epaisseur constante, la tete du pistolet de pulverisa- 
tion est affectee d*un mouvement de translation k Vites- 
se constante, parallele k la plaque support plane 2 et 
equidistant de celle-ci de maniEre k assurer une pulve- 
risation par balayage, sur la surface de la cible. 
[0064] D'autre part, I'intensite du jet et la zone de dis- 
persion de particules metalliques issu de la chambre 9 



peuvent etre modules, si necessaire, au moyen du re- 
gulateur 14. 

[0065] Les cible 1 et plaque de support 2 represen- 
tees k la figure 1 sont de forme plane. 
5 [0066] Toutefois, lorsque la plaque de support et, par 
voie de consequence la cible sont de forme cylindrique, 
la tete du pistolet de pulverisation est affectee d'un mou- 
vement de va et vient au-dessus de la plaque support 
maintenue en rotation k vitesse constante autour de son 
10 axe longitudinal tandis que, s'il s'avEre necessaire, le 
refroidissement du cylindre support est assure par une 
circulation d'eau k i'interieur de celui-ci. 
[0067] Le precede de I'invention ainsi decrit offre la 
possibiiite de proceder au dep6t de nombreux mate- 
's riaux conducteurs d'eiectricite. 

[0068] De plus, il permet d'obtenir des cibles de stmc- 
ture metallographique tres fine et homogdne et une po- 
rosite quasi inexistante qui convient bien au precede de 
pulverisation cathodique. 
20 [0069] Au surplus, I'application du materiau directe- 
ment sur le support de refroidissement cr6e un excellent 
contact entre ce support et la cible, contact dont il est 
possible de contr6ler visuellement la qualite durant le 

depot. 

25 [0070] Enfin, le proc6d6 de invention offre la possi- 
biiite de recharger les cibles aprds leur utilisation, ce qui 
permet d'eviter la necessite de recoller la cible sur une 
plaque support. 

[0071] Les exemples non-limitatifs suivants lllustrent 
30 le precede de I'invention applique k la fabrication de ci- 
bles selon I'invention : 

EXEMPLE 1 

35 Fabrication d'une cible plane de Zn/Sn (50/50) 

[0072] On a f abrique une cible metallique plane de Zn/ 
Sn (50/50) selon le procEde de I'invention, par arc eiec- 
trique entre deux electrodes de Zn/Sn (50/50) impli- 
40 quant I'atomisation et la projection du metal en fusion 
sur une plaque de cuivre de 100 x 300 x 2 mm traitee 
mecaniquement par sablage. 
[0073] Les parametres suivants ont ete utilises : 

45 . Vitesse de projection sur le support : 250m/s 

distance plaque supportAdte du pistolet : 13cm 
puissance eiectrique : 5KW 

(tension : 25v. intensite 200 A) 

50 

pression du gaz (azote) : 2,5 bar 
Vitesse de depot : 20kg/h 

[0074] Le refroidissement de la plaque support plane 
55 s*est fait par attache de celle-ci sur un ref roldisseur dans 
lequel circule Teau. 

[0075] La structure metallographique du dep6t ainsi 
obtenu est representee k la figure 2 (grossissement : 
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1000 fois) alors que la figure 3 repr^sente un examen 
microsonde de ce ddpdt. 

[0076] Ces figures montrent que la cible obtenue pr6- 
sente una structure m6tallographlque trds fine, homo- 
g^ne et de faible porosity r^partie uniform^ment. 
D'autre part, le taux de porosity mis en Evidence, ne d6- 
passe pas 5 % et la taille des grains, r^partis uniform^- 
ment, n'exc§de pas 90 p.nn au regard de I'unlt6 de lon- 
gueur mentionn^e k la figure 3, d savoir 10 jxm. 
[0077] Une cible destin^e k ia m6thode de pulverisa- 
tion cathodique sur substrat prSsentant une telle m^tal- 
iographie apportera ies avantages suivants lors de la 
mise en oeuvre de ce proc6d6 : 

homog^neite du d^pot car une tailie de grain faible 
et homog^ne sur i'ensennble de la cible am^liore 
I'uniformite de ce depot. 

mellleur refroidissement car une structure dense 
permet une meilleure evacuation de la chaleur. 
une duree de vie allong^e car la density obtenue 
est proche de 100 %. 

EXEMPLE2 

Fabrication d'une cible cylindrique de Zn/Sn (50/50) 

[0078] On a fabriqu6 une cible metallique d'une 6pais- 
seur de 10 mnn de Zn/Sn (50/50) selon le proc6d6 de 
I'invention, par arc 6lectrique entre deux Electrodes de 
Zn/Sn (50/50) innpliquant ratoniisation et la projection 
du m6tal en fusion sur un tube support en cuivre d'un 
diametre de 127 mm et d'une longueur de 500 mm. 
[0079] A cet effet, on a utilise Ies memes paramfetres 
qu'a TExemple 1 mais sans effectuer de refroidissement 
de ce tube support. 



Revendlcations 

1 . Proced6 de fabrication et de recharge de cible des- 
tin6e k la pulverisation cathodique, constitute d'un 
ou de plusieurs mattrlaux conducteurs d'6lectricite, 
caracterise en ce que simultanSment : 

a) on provoque. la fomriation d'un arc eiectrique 
entre deux fits electrodes du ou des materiaux 
constitutifs de la cible et la fusion resultante de 
I'extremite de ces electrodes et, 

b) sous I'effet d'un courant gazeux propulseur 
sous pression, on pulverise, sur un support de 
cible, le ou les materiaux en fusion formant une 
couche de depdt constitutif de la cible. 

2. Precede selon la revendication 1 , caracterise en 
ce que le support de cible est refroidi. 

3. Precede selon la revendication 2, caracterise en 
ce que le support de cible est refroidi par circulation 



d'un fluide. 

4. Precede selon la revendication 3. caracterise en 
ce que le support de cible est refroidi par circulation 

5 d'eau. 

5. Precede selon une des revendlcations 1^4, carac- 
terise en ce que le courant gazeux propulseur est 
forme d'un gaz neutre. 

10 

6. Precede selon la revendication 5, caracterise en 
ce que ie gaz neutre contient une fraction en volu- 
me d'un gaz r6actif. 

15 7. Precede selon une des revendications 1^6. carac- 
terise en ce que les fils electrodes sont constitues 
d'un ou de plusieurs materiaux conducteurs d'eiec- 
tricite choisis pamnt le zinc, retain, I'aluminium, le 
titane, I'argent, le nickel, le chrome, le cobalt et I'in- 
20 dium. 

8. Precede selon une des revendications 1 k 7, carac- 
terise en ce que les fils electrodes sont constitues 
d'un ailiage choisi parmi un aliiage etain/indium, 

25 Zinc/Indium, zinc/etain, zinc/aluminium, nickel/ 
chrome et cobalt/chrome. 

9. Procede selon une des revendications 1 k 8, carac- 
terise en ce que la couche de depot est maintenue 

30 sur le support par adherence m6canique ou par ad- 
herence mecanique et chimique. 

10. Dispositif pour la mise en oeuvre du precede selon 
une des revendications 1^9, caracterise en ce 

35 qu'il comprend : 

a) une tete d'un plstolet de pulverisation par arc 
eiectriquecomportant un bottler dans lequelest 
amenagee une chambre de pulverisation 

40 ouverte exterieurement k sa base et dans la- 

quelle debouche d'une part deux fils electrodes 
constitues d'un ou de plusieurs materiaux con- 
ducteurs d'eiectricite et dont les extremites 
convergentes sont suffisamment rapprochees 
45 pour pouvoir provoquer la formation d'un arc 

eiectrique et leur fusion resultante, et d'autre 
part une cavlte d'amenee d'un courant gazeux 
sous pression, et independamment, 

b) un support de cible comprenant une face su- 
50 perieure et une face inferieure, la face supe- 

rieure etant configuree pour recevoir et main- 
tenir par adherence une couche de depdt cons- 
titutif de la cible. 

55 11. Dispositif selon la revendication 1 0 ou 1 1 , caracte- 
rise en ce que la face inferieure est en contact avec 
un fluide de refroidissement. 
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15 7. 

20 

8. 



45 



6 



BNSDOCIO: <EP 



13S0861A1 I > 



11 



EP 1 350 861 A1 



12. Cible constitute d'un ou de plusieurs mat6riaux 
conducteurs d'tiectricitt et destinte ^ la pulverisa- 
tion cathodlque. caracterlsee en ce qu'elle com- 
porte, r6partis unifonm6nnent dans son ensennble, 

un taux de porositt inftrieur ou 6ga\ ^ 5 % et des s 
grains de taille homog&ne infdrieure k 90 \im, 

13. Cible seton la revendication 1 2. caracterlsee en ce 
qu'elle comporte un taux de porosity compris entre 

2 et 5 %. ^0 

14. Cible selon la revendication 12 ou 13, caracterlsee 
en ce qu'elle connpoite des grains de taille compri- 
se entre lOet 90 p.m. 

IS 

15. Cible selon une des revendicatlons 12 614, carac- 
terlsee en ce qu'elle est constitute d'un ou de plu- 
sieurs mattriaux conducteurs d'tlectricitt choisis 
parmi le zinc, I'ttain, raluminium, le titane, I'argent, 
le nickel, le chrome, le cobalt ou I'indlum. 

16. Cibie selon la revendication 1 5, caracterlsee en ce 
qu'elle est constitute d'ttain ou d'alliages d'ttain ; 
de zinc ou d'alliages de zinc ou de chrome ou d'al- 
liages de chrome. 

17. Ensemble destint k la pulverisation cathodique. ca- 
racterlse en ce qu'il comprend une cible selon une 
des revendications 12 6 16 fixte et malntenue sur 

un support de cible par adhtrence mtcanique ou 30 
par adherence mtcanique et chimique. 

18. Utilisation d'une cible seton une des revendications 
12 6 16 pour la formation d'un d6p6t filmogfene sur 

un substrat par mise en oeuvre d'un proctdt de pul- 35 
vtrisation cathodtque. 

19. Dtpdt filmogtne sur un substrat caracterlse en ce 
qu'il est obtenu par mise en oeuvre d'un proctdt 

de pulverisation cathodique au dtpart d'une cible 40 
seton une des revendications 12 6 16. 



45 



50 



55 



7 

.i-gp 13S08S1A1 I > 



EP 1 350 861 A1 




BNSDOCID: <EP 1350861 A1_l_> 



8 



EP 1 350 861 A1 




BNSOOCIO: <eP 1350861 A1J«> 



EP 1 350 861 A1 



Office europe^ 
des brevets 



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 



Num^ro de la demande 

EP 03 44 7062 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie 



Citation du document avec indication, en cas de besoin, 
des parties pertlnentes 



Revendicallon 
concemde 



CLASSEMENT OE LA 
DEMANDE (IntCUT) 



X 

A 

X 
A 
X 

Y 
Y 



WO 99 02288 A (JOHNSON MATTHEY ELECT INC) 
21 Janvier 1999 (1999-01-21) 

* page 4, ligne 23 - page 5, ligne 16; 
revendi cation 25 * 

WO CO 38862 A (ULTRACLAD CORP) 
6 juillet 2000 (2000-07-06) 

* page 4, ligne 18 - ligne 29 * 

WO 98 00574 A (METALPLUS PROPRIETARY 
LIMITED ;DYER ALISON MARGARET (ZA); SEITZ 
MI) 8 Janvier 1998 (1998-01-08) 

* page 4, ligne 15 - page 7, ligne 19 * 

"PROCESS FOR FABRICATING SPUTTERING 

TARGETS" 

RESEARCH DISCLOSURE, KENNETH MASON 

PUBLICATIONS, HAMPSHIRE, GB, 

no. 300. 1 avni 1989 (1989-04-01), page 

286 XP000068513 

ISSN: 0374-4353 

* le document en entler * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol . 013, no. 241 (C-604). 

6 Juln 1989 (1989-06-06) 

& JP 01 052051 A (DAINIPPON TORYO CO LTD), 

28 fevrler 1989 (1989-02-28) 

* abreg§ * 

-/-- 



12-19 
1-11 



12-15, 

17-19 

1-11,16 

10 



1,5-7.11 
1.5-8 



C23C4/12 
C23C14/34 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES <lnt.CI.7) 



C23C 



Le present rapport a 6td etabii pour toutes les revencfications 



LA HAYE 



Data tf acfMivemeni <ia la raen«rtfta 

27 ju1n 2003 



Ekhult. H 



CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES 



X : particuli^rement pertinent ft lui seul 

Y : panlcuB^rement pertinent en oomblnaison avec un 

autre document de ta m£me categoile 
A : arrifere-plan (echnotoQique 
O : divulgation non>Mle 
P : documeni inlerc^alre 



T : thdorle on prindpe 6 ta base de r invention 
E : document de brevet ant^rfeur, mals pubue ft la 

date de d^pdt ou apr&s cene date 
O : citd dans la demande 
L : cite pour d'autres rasons 

& : msmbre de la m6me fairalle. document oorrespondant 



10 



BNSDOCID: <EP 1350881A1_I_> 



EP 1 350 861 A1 



3 



Office europten 
des brevets 



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 



Num^ro do la demand* 

EP 03 44 7062 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Cat^gorie 



Citation du document avec (ndication. en cas de besoln, 
des parties pertinentes 



Revendicallon 
concern^ 



CLASSEUENT OE LA 
PEMANDE (lntCI.7) 



DATABASE WPI 

Section Ch, Week 198734 

Derwent Publications Ltd.. London, GB; 

Class L02, AN 1987-238910 

XP002221639 

& JP 62 161945 A (OSAKA FUJI KOGYO KK), 
17 Jul net 1987 (1987-07-17) 
* abrege * 



DE 33 18 828 A (INTERPANE ENTW & 

6ERATUNGSGES) 

29 novembre 1984 (1984-11-29) 
* revendication 1 * 



11 



1-10, 
12-19 

1-19 



POMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES ant.CI.7) 



Le present rapport a 6labll pour toutes las revendlcations 



U9M cte la roctwfctw 



LA HAVE 



27 Juin 2003 



Examlnataur 

Ekhult, H 



CATEGORie DES DOCUMENTS CITES 

X : particufi^omenl pertinenl A tul seul 

V : pafiicuQ&remeni pertinent en comMnatson aivec un 

autre document de la mdme catdgorie 
A : arridre-plan technolooique 
O : divulgation non-Mla 
P : document intercalaire 



T : thdode ou principe a la base de rinvention 
£ : document de bravei ant6rteur. mats pubM A ta 

dale de dapM ou apr69 cene date 
D : dto dans ta demande 
L : citd pour d'autres raisor^ 

& : mecniva da la m6me famille. document correspondant 



11 



EP 1 350 861 A1 



ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 

RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO. EP 03 44 7062 



La presente annexe indique tes membres de la ramSle de brevets relatifs aux documents brevets cit^s dans le rapport de 
recherche europeenne vis^ d-dessus. 

Lesdits members sont contenus au fichier informatique de I'Offioeeuropten des brevets k la date du 

Les renseignements tournls sont donnds k titre indicatif et n'engagent pas la responsabllit^ de rOffioe europden des brevets. 

27-06-2003 



Oocument brevet citd 


Date de 






Membre(s) da (a 


Date de 


au rapport de recherche 


publication 






famaie de brevet(s) 


publication 


WO 9902288 A 


21-01-1999 


EP 


1021265 


Al 


26-07-2000 






TW 


398020 


B 


11-07-2000 






US 


2002102849 


Al 


01-08-2002 






wu 




A1 
f\i 


21-01-1999 










Mi 


30-05-2002 


WO 0038862 A 


06-07-2000 


EP 


1146979 


Al 


24-10-2001 






WO 


0038862 


Al 


06-07-2000 






US 


6214177 


Bl 


10-04-2001 


WO 9800574 A 


08-01-1998 


AT 


192510 


T 


15-05-2000 






AU 


3269097 


A 


21-01-1998 






CA 


2259190 


Al 


08-01-1998 






CN 


1226287 


A 


18-08-1999 






DE 


69701877 


Dl 


08-06-2000 






DE 


69701877 


T2 


05-10-2000 






EP 


0907760 


Al 


14-04-1999 






WO 


9800574 


Al 


08-01-1998 






JP 


2001516396 


T 


25-09-2001 






NO 


986162 


A 


19-02-1999 






US 


6258416 


Bl 


10-07-2001 






US 


2001040188 


Al 


15-11-2001 






ZA 


9706106 


A 


02-02-1998 


JP 01052051 A 


28-02-1989 


OP 


1628133 


C 


20-12-1991 






JP 


2056424 


B 


30-11-1990 



JP 


62161945 


A 


17-07-1987 


AUCUN 




DE 


3318828 


A 


29-11-1984 


DE 3318828 Al 


29-11-1984 



8 

Pour tout renseignement conoemant cette annexe : voir Journal Of fide) de rOffioe europden des brevets. No. 12/82 



BNSDOCIO: <EP. 



.1350861 A 1_L> 



